Estudio de films mesoporosos tratados

con rayos X de alta intensidad
C. Gallo, M. Zalduendo, P. Angelomeé

Instituto de Tecnologia Jorge Sabato, Universidad Nacional de San Martin — CNEA.

Gerencia Quimica e INN, Centro Atomico Constituyentes — CNEA.

Topicos: Materiales

Introduccion

Los films delgados mesoporosos (FDM) de TiO? y SiO? presentan alta superficie especifica y arreglo de poros controlado, existiendo
diversos metodos de sintesis y procesamiento reproducibles que permiten tener control sobre el espesor y el tamano y arreglo de
poros [1]. Tradicionalmente el método de obtencion de FDM involucra un tratamiento con temperatura (mayor a 200°C) para la
consolidacion del material. Sin embargo, en los ultimos anos, se ha comenzado a estudiar la posibilidad de un método alternativo
(tratamiento con rayos X de alta intensidad), lo que permite no solo evitar el tratamiento térmico si no también realizar patrones
utilizando litografia [2].

En este trabajo se presenta un estudio de las propiedades de FDM obtenidos por tratamiento con rayos X de alta intensidad (FDM
sintetizados en sincrotron Elettra — Trieste, Italia), utilizando distintos tiempos de exposicion (dosis) y posterior extraccion con
diferentes solventes. En particular, se analiza la porosidad accesible de los mismos en comparacion con los equivalentes obtenidos
ratamiento con temperafira (2 200 o 350°(;
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Resultados generales segun familia — Muestras tratadas con Tratamiento Térmico tradicional

Para todas las muestras tratadas con TT tradicional se observa mayor adsorcion de AM y en aumento segun el tiempo sumergido,
observandose a simple vista la incorporacion del mismo, lo cual indica mayor accesibilidad de sus poros. Mediante el uso de
Reflectometria de Rayos X se calculo la porosidad accesible de las mismas en un rango entre 40 y 60%.

Resultados generales segun familia — Muestras tratadas con rayos X de alta intensidad

SB y SC: Mayor adsorcion de AM en orden creciente de dosis en las muestras preparadas con rayos X de alta intensidad. No se
observaron diferencias luego de extraccion con solvente organico en las mismas.

TB: Se observo coloracion minima decreciente segun dosis. En el espectrograma UV-Vis, el espesor del FDM interfiere en el analisis
y se forman batidos.

TP: Se observo coloracion minima creciente segun dosis. El espesor del FDM interfiere en el analisis de espectro UV-Vis, se observa
aumento de accesibilidad si se extrae con etanol durante tres dias.

TF: Se observo coloracion minima creciente segun dosis y aumento de accesibilidad si se realiza extraccion con etanol.

No se logro determinar la porosidad por medio de Reflectometria de Rayos X.

En general, las muestras tratadas con rayos X no presentan buena accesibilidad
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